
過去の研究実績 現在、注力している研究 今後取り組んでいきた
い研究

1. 半導体用クリーン
プロセスの構築

2. 強誘電体を用いた
不揮発性メモリの
研究

3. 高誘電率ゲート絶
縁膜を用いた微細
シリコントランジ
スタの研究

4. 低コンタクト抵抗
シリサイドの研究

5. 有機半導体トラン
ジスタの室温形成
に関する研究

1. 高誘電率薄膜を用いた新機能集積デバイスの研
究

2. 強誘電体をゲート絶縁膜に用いた1トランジスタ
型不揮発性メモリの研究

3. 有機半導体を用いたフレキシブルな集積回路の
研究

1. 適応学習機能を有
する知能集積デバ
イスの研究

2. 原子レベル平坦シ
リコン表面の研究

3. フレキシブル集積
回路の研究

③http://www.sdm.ee.e.titech.ac.jp/，ohmi@ee.e.titech.ac.jp

本学に構築した、クリーン
ルーム等の高清浄な半導体プ
ロセス環境を、有効に活用し
て研究を行っています。人間
の脳を模倣した情報処理を可
能とする、知的デバイスを実
現し、新しいエレクトロニク
ス産業創出の指針を示します。

代表的研究例

電気電子工学 電子デバイス，集積回路 シリコン，有機半導体，トランジスタ

電気電子系 准教授 大見 俊一郎

高誘電率多層膜を用いた
不揮発性多値メモリ

高誘電率薄膜を用いた
新機能トランジスタ

強誘電体を用いた
高速低消費電力メモリ
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